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Topnik lotny do twardego lutowania metali palnikami, gazowymi
oraz sposéb wytwarzania topnika lotnego do twardego lutowania
metali palnikami gazowymi
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Przedmiotem wynalazku jest topnik w postaci plynnej
-oraz sposéb jego wytwarzania do twardego lutowania
palnikami gazowymi. Topnik dozowany jest do srefy lu-
towania za pomoca gazu palnego, zasilajacego palnik
-8aZOwy.

Ujemna ceche stosowanych dotychczas topnikéw do
twardego lutowania stanowi charakterystyczna szklista
powloka Zuzla potopnikowego, trwale przylegajacego do
Tutowiny i jej poboczy. Zuzel potopnikowy z reguly nie
rozpuszcza si¢ w wodzie i jest bardzo trudny do usunigcia
‘tak na drodze mechanicznej jak i chemicznej, a w wigkszo$ci
przypadkéw musi byé usuwany ze wzgledu na zgdang
-antykorozyjno$¢ i estetyke wyrobu, nakladanie powlok
galwanicznych, lakierniczych itp. W konsekwencji wyste-
puje konieczno$§¢ stosowania niezwykle pracochlonnego
Tecznego odbijania lub szlifowania Zuzla, przy czym usu-
niecie go z trudno dostepnych miejsc jest czesto w ogéle
‘niemozliwe.

Celem wynalazku jest opracowanie topnika, ktéry nie
-pozostawialby Zuzla na polutowanych polaczeniach i elimi-
nowalby tym samym trudnosci z jego usuwaniem.

Cel ten osiagnigto opierajac sklad chemiczny topnika na
:alkoholowym roztworze boranu tréjmetylowego z dodat-
‘kami stabilizatora oraz aktywizatora, ktérych wprowadzenie

do topnika wymaga odpowiedniej technologii laczenia’

‘SUrowcow. :

“Topnik zawiera wagowo: boran tr6jmetylowy 30 do 70%,
alkohol metylowy 25 do 649%, glikol etylenowy 5 do 8%,
‘wode do 0,909% oraz fluorek kwasny z grupy potasowcéw
-do 0,07%.
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" Przykladowy sklad topnika w przeliczeniu na surowce
wyjéciowe moze by¢ nastepujacy:

boran tréjmetylowy — 620 ml
alkohol metylowy =~ — 310 ml
glikol etylenowy — 62ml
woda — 8ml
fluorek kwasny z grupy

potasowcoéw — 0,6g

Zaleznie od potrzeb mozna uzyskaé szeroka zmiane
wlasnoéci lutowniczych topnika, a w szczegélnosci jego
aktywno$¢ poprzez dobér odpowiedniego fluotku kwaénego
z grupy potasowcéw oraz zmian¢ zawarto$ci boranu tréj-
metylowego.

Topnik otrzymuje si¢ mieszajgc dokladnie rozdrobniony
i rozpuszczony w wodzie fluorek kwasny z alkoholem
metylowym i nast¢pnie dodajac boran tréjmetylowy oraz
glikol etylenowy. Topnik ma posta¢ plynng i wyréznia
si¢ olsreélona lotno$cia w temperaturach otoczenia w wyniku
czego jego dozowanie w strefe lutowania odbywa si¢ bez
bezpo$redniego udziatu lutowacza.

W procesie lutowania, nast¢puje rozkiad topnika na zwig-
zki aktywne oczyszczajace laczone metale i spoiwo nie two-
rzac przy tym zuzlowych pozostalo$ci. Uzyskane polaczenia
lutowane cechuje wysoka jako$¢ oraz metaliczna czysto§é
lutowin i przyleglych powierzchni elementéw, bedacych
podczas lutowania pod dzialaniem plomienia gazowego
zawierajacego topnik. .

W rezultacie zlacza lutowane lotnym topnikiem spelniajg
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warunki techniczne nakladania pokry¢ lakierowanych lub
galwanicznych,
Zastrzezenia patentowe

1. Topnik lotny do twardego lutowania metali palnikami
gazowymi, znamienny tym, ze w przeliczeniu na surowce
wyjéciowe zawiera wagowo: boran tréjmetylowy B (OCHj),
— 30 do 70%, alkohol metylowy CH,OH — 25 do 64%,
glikol etylenowy HO-CH,-CH,-OH —5 do 8%, woda
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H,0 do 0,909% i fluorek kwasny z grupy potasowcéw do
0,07%.

2. Spos6éb wytwarzania topnika lotnego do twardego
lutowania metali palnikami gazowymi, znamienny tym,
ze fluorek kwasny z grupy potasowcéw po dokladnym

rozdrobnieniu i rozpuszczeniu w wodzie miesza si¢ z alko-

holem metylowym, a nastepnie dodaje si¢ boran tréjmetylo-
wy oraz glikol etylenowy.
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